2 0 22

:2 Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciéncia dos Materiais
t

E a

06 a 10 de Novembro de 2022 | Aguas de Lindéia - SP - Brasil
cCiM

11k22-001

Revisdo sistematica para desenvolvimento de tintas condutivas de nanoparticulas
metalicas e grafeno para blindagem eletromagnética de semicondutores
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O desenvolvimento de tintas condutivas vem aumentando nos ultimos anos, em especial em
aplicacbes na industria de semicondutores. Uma das aplicagbes € para blindagem
eletromagnéticas de semicondutores. Esta exige que a tinta forme um filme, apés tratamento
térmico, que tenha alta condutividade, facil aplicacdo, étima adesédo para blindar o dispositivo,
contra interferéncias eletromagnéticas, pois estas perturbacdes podem prejudicar o
funcionamento do componente. Na composicao das tintas, geralmente utilizam-se micro e
nanoparticulas de cobre ou prata, porém o elevado custo da prata e a oxidagao do cobre, sao
limitacdes para escala industrial. Uma outra opcéo é o uso de particulas com nicleo de cobre
recoberto por prata (Cu-Ag), também chamada core-shell, uma vez que, supera ambas as
limitacbes dos metais puros citados. Uma alternativa que vem ganhando espaco nos estudos
cientificos é a dispersédo de grafeno para formular novas tintas. No entanto, ha pouca referéncia
de aplicacdo de tintas condutivas destes nano materiais para blindagem contra interferéncia
eletromagnética de produtos eletronicos. Assim, este trabalho fez uma reviséo sistematica da
literatura, desde a producdo de nanoparticulas, estudando sua morfologia e distribuicdo de
tamanho, passando pela elaboracéo e aplicacédo de tinta condutiva bi metélica Cu-Ag e grafeno
para blindagem eletromagnética em semicondutores. A abordagem deste estudo buscou
referéncias de reagentes com menor impacto ambiental que possam produzir umatinta condutiva
com boa produtividade e boas propriedades contra interferéncia eletromagnética, baseado na
norma ASTM D4935.



